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【国際特許分類】
   Ｂ０５Ｄ   1/02     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   7/24     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   3/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ   7/41     (2018.01)
   Ｃ０９Ｄ 201/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ   7/20     (2018.01)
   Ｃ０９Ｄ   7/61     (2018.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０５Ｄ    1/02     　　　Ｚ
   Ｂ０５Ｄ    7/24     ３０３Ａ
   Ｂ０５Ｄ    7/24     ３０１Ｅ
   Ｂ０５Ｄ    3/00     　　　Ｄ
   Ｂ０５Ｄ    3/00     　　　Ｆ
   Ｃ０９Ｄ    7/41     　　　　
   Ｃ０９Ｄ  201/00     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    7/20     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    7/61     　　　　
   Ｇ０２Ｂ    5/00     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和3年9月16日(2021.9.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板をコーティングする方法であって、
（ｉ）溶媒中の染料および結合剤の懸濁液を用意するステップであって、結合剤に対する
染料の比率は４０ｗｔ％超であり、染料は溶媒中に均一に分散しているステップと；
（ｉｉ）懸濁液を基板上にスプレーコーティングするステップであって、溶媒の大部分は
スプレーコーティングステップ中に蒸発して、基板上に染料および結合剤の多孔質コーテ
ィングをもたらすステップと；
（ｉｉｉ）コーティング厚が少なくとも３０マイクロメートルとなるまでステップ（ｉｉ
）を継続するステップと
を含み、染料はカーボンナノチューブを全く含まず、
基板上の染料と結合剤のコーティングが最大０．７５ｇ／ｃｍ3の密度を有し、光反射率
を抑制する光「捕捉部」として機能する細孔または空洞をもたらすことを特徴とする方法
。
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【請求項２】
　ステップ（ｉｉ）において基板上にコーティングされる懸濁液の流速が、１ｃｍ-2当た
り０．０５ｇ／秒～２ｇ／秒である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　結合剤が、ポリ酢酸ビニル、もしくは酢酸ビニル、ネオデカン酸ビニルおよび（メタ）
アクリル酸エステルの混合物、もしくは酢酸ビニル官能基の成分を含む任意の結合剤であ
る、または結合剤がアクリルベースである、請求項１から２のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項４】
　結合剤に対する溶媒の比率が、２：１～１４：１である、請求項１から３のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項５】
　ステップ（ｉｉ）における溶媒の蒸発が、得られるコーティングが１００ｎｍ～７００
ｎｍの範囲のサイズの空洞を有するように制御される、請求項１から４のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項６】
　ステップ（ｉ）における結合剤に対する染料の比率が、１２０ｗｔ％超である、請求項
１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　（ｉｖ）ステップ（ｉｉｉ）のコーティングをプラズマエッチングして、コーティング
構造から結合剤を選択的に除去し、それにより追加の光捕捉空洞を形成し、より多くの吸
収染料を入射光子に曝露させる追加のステップを含む、請求項１から６のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項８】
　プラズマエッチングが、０．０５Ｗ／ｃｍ2～０．３Ｗ／ｃｍ2の電力密度で行われる、
請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　電力密度が、約０．１Ｗ／ｃｍ2である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　プラズマエッチングが、６０～１２００秒の期間行われる、請求項７から９のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１１】
　プラズマエッチングが、０．１～２Ｔｏｒｒ(１３．３～２６６．６Ｐａ)の圧力下で行
われる、請求項７から１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　ステップ（ｉｖ）が、酸素、Ｏ2およびＮ2の混合物、またはＯ2およびＨｅの混合物の
存在下で行われる、請求項７から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　（ｖ）ステップ（ｉｖ）のコーティングの少なくとも一部に疎水性コーティングを堆積
させるために、ステップ（ｉｖ）のコーティングを、反応チャンバ内でフッ化炭素を含む
コーティング前駆体の存在下でプラズマに供する追加のステップを含む、請求項７から１
２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　コーティング前駆体が、ＣＦ4およびＣ2Ｈ4の混合物である、請求項１３に記載の方法
。
【請求項１５】
　Ｃ2Ｈ4に対するＣＦ4の比率が、３：１～２０：１である、請求項１４に記載の方法。
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